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【はじめに】静電塗布法は溶液に数 kV の高電圧を印加することで、微細な液滴をスプレー状に

噴霧し、有機薄膜を成膜する手法である。本手法では印加電圧や溶液供給量で溶媒蒸発時間（te）

を制御できる 1）。本研究では、印加電圧変化に伴う teの変化を in-situで測定し、teと P3HT:PC61BM

膜の分子配向の関係を GIWAXD 及びラマンスペクトルから解析した。 

【実験】 P3HT と PC61BM を o-Dichlorobenzene と

Chlorobenzene にそれぞれ 1 mg/mL で混合した。次に、

Acetonitrileを 10 vol.%加えて、PEDOT:PSSを成膜した ITO

基板上に成膜し、GIWAXD とラマンスペクトルを測定し

た。また、teは、基板裏側から観察した液滴面積の経時変

化から見積もった。 

【結果】Fig. 1に静電塗布法で成膜した P3HT:PC61BM薄膜

の 2D-GIWAXD 像を示す。teの長い方が P3HT は edge-on 配向

する傾向が得られた。この分子配向を定量的に評価するため、

Fig. 1 (b)に示す lamellar 構造に由来する(100)のピークを方位

角で積分した。ここで、45-135 度の範囲を edge-on 成分と定

義して積分強度比をとったものを edge-on parameterとした。

Fig. 2 に edge-on parameter の te依存性を示す。teが長いほど

edge-on 配向する結果が得られた。またラマンスペクトルか

ら得られた結晶化パラメータ（CP）も teが長いほど高くなる

ことが分かっている（Fig. 3）1）。ここで CP は P3HT のπ軌

道の広がりによるラマンスペクトルのシフトから見積もった

値である。以上より、te が長いほど P3HT は自発的に立体規

則性を高め、edge-on配向することを初めて明らかにし、ラマ

ンスペクトルから得られた結晶化状態も同様の傾向を示した。 

1） 戸田 明日来 他, 第 76回応用物理学会学術講演会 14p-1E-9 (2015). 
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Fig. 1 (a) te= 0.04 s (b) te= 2.73 s 

における 2D-GIWAXD像 
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